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금속이나 유기 박막 패턴을 제작할 때 포토리소그래피 방법을 많이 사용하지만 경우에 따라

서는 열증착 방법을 사용하기도 하며 이 경우 증착 마스크를 사용하여 원하는 모양의 패턴을 
제작한다. 본 연구 그룹에서는 자외선 경화방법을 사용하여 얇고 유연한 고분자 스텐실 마스

크를 제작하는 기술을 발표한 바 있으며 이 방법을 사용하여 3차원 구조물 위에 금속 패턴을 

형성하기도 하였다. 그러나 얇은 고분자 스텐실을 증착 마스크로 사용할 경우 원과 같은 고립
된 구조의 패턴을 형성이 불가능하다는 단점을 가지고 있다. 또한 가늘고 긴 막대기모양의 패

턴을 증착하고자 할 경우에도 경도가 낮은 고분자 재질이기 때문에 그 모양을 유지하지 못하

고 패턴의 모양이 일그러져 버린다는 단점도 나타났다. 본 연구 결과에서는 원하는 모양의 패
턴을 제작할 수 없는 고분자 스텐실의 단점을 보완하기 위하여 2단계의 공정을 사용하였으며 

고분자 스텐실의 패턴이 있는 부분의 모양이 상하와 좌우의 길이의 차이가 많이 나지 않도록
하여 공정 중에 패턴의 모양의 변화가 일어나지 않게 하였다. 또한 2단계 공정을 사용하여 점

단위의 패턴들이 연결되어 원하는 모양의 패턴을 형성할수 있도록 하였으며 개발된 기술을 

가지고 단색 일렉트로크로믹 디스플레이를 구현하였다. 또한 고분자 스텐실이 가지고 있는 
유연한 특성 때문에 지름 3cm 이하의 바이알 병에 WO3를 원하는 모양으로 증착하여 곡면 위

에 일렉트로크로믹 디스플레이를 구현하였다.


